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fs| (57) Abstract: Prior art layer structures have only limited cooling properties against hot externa] gases. The layer structure (1) 
according to the invention, in addition to a porous layer (7), is at least partially provided with a coating (40) applied within the layer 
W (7), thereby improving cooling properties and protection against too much heat input into the layer structure (1). 
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(57) Zusanunenfassung: Schichtstrukturen nach dem Stand der Technik weisen eine nicht so effiziente Kuhlung gegen ein auBeres 
heiBes Gas auf. Die erfindungsgemaB ausgebildete Schichtstruktur (1) weist neben einer porosen Schicht (7) zumindest teilweise 
eine Beschichtung (40) innerhalb der Schicht (7) auf. Somit wird die Kiihlung und der Schutz vor zu hohem Warmeeintrag in die 
Schichtstruktur (1) verbessert 



